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(54) Injektor aus Silizium fiir die Halbleiterindustrie

(57) Vorgeschlagen wird ein Injektor (1), der aus Silizium
gefertigt ist und der bei Prozessen, insbesondere
Prozessen in der Halbleitertechnik, das Einleiten von
Behandlungsgas in Prozesskammern erlaubt. Der
Injektor (1) ist als Rohr (2) ausgebildet, in dem
Austrittséffnungen  fir das in die Prozesskammer
einzubringende Behandlungsgas vorgesehen sind. In
dem Rohr (2), das als Injektor 1 dient, ist wenigstens
ein Gasstromkanal (4) vorgesehen. Das Profil des als
Injektor (1) dienenden Rohres ist unrund, weicht also
von einem kreisférmigen Profil ab, wobei langliche,
dreieckige oder sternférmige Profilformen in Betracht

gezogen sind. Flg 5
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Zusammenfassung:

Vorgeschlagen wird ein Injektor (1), der aus Silizium gefertigt
ist und der bei Prozessen, insbesondere Prozessen in der
Halbleitertechnik, das Einleiten von Behandlungsgas in
Prozesskammern erlaubt. Der Injektor (1) ist als Rohr (2)
ausgebildet, in dem Austrittsdffnungen fir das in die
Prozesskammer einzubringende Behandlungsgas vorgesehen sind. In
dem Rohr (2), das als Injektor 1 dient, ist wenigstens ein
Gasstrdmkanal (4) vorgesehen. Das Profil des als Injektor (1)
dienenden Rohres ist unrund, weicht also von einem kreisfédrmigen
Profil ab, wobei langliche, dreieckige oder sternfdrmige

Profilformen in Betracht gezogen sind.

(Fig. 5)
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Die Erfindung betrifft einen Injektor mit den Merkmalen des

einleitenden Teils von Patentanspruch 1.

Beim Herstellen von Wafern werden die Wafer in Halterungen
(Boote) eingesetzt und in Behandlungsrdume (Ofen) eingebracht,

in denen sie mit einem Gas behandelt werden.

Das Behandlungsgas wird in den Ofen Uber einen Injektor, der im
Normalfall als gebogenes oder gewinkeltes, mit L&chern

versehenes Rohr aus Quarzglas ausgebildet ist, eingebracht.

Problematisch bel den bekannten Injektoren aus Quarzglas ist es,
dass Ablagerungen, die aufgrund des Behandlungsprozesses auf dem
Injektor aus Quarzglas entstehen, aufgrund thermischer
Spannungen abspringen (flakings) und das ordnungsgemédle

Herstellen von Wafern beeintrdchtigen kdnnen.

Es entstehen durch das Absplittern Partikel, die in Prozessen

der Halbleiterindustrie nicht erwinscht sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Injektor zur
Verflgung zu stellen, der die geschilderten Probleme nicht

verursacht.

Geldst wird diese Aufgabe erfindungsgemdB mit einem Injektor,

der das Merkmal von Patentanspruch 1 aufweist.

Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen des

erfindungsgemdfien Injektors sind Gegenstand der Unteranspriche.

Da der erfindungsgeméfBe Injektor als Rohr aus Silizium
ausgebildet ist, ergeben sich keine thermischen Spannungen, die
das Abplatzen von Ablagerungen (flakings) verursachen koénnten.
Uberdies wird mit dem erfindungsgemdfen Injektor das Bilden von

Ablagerungen verhindert oder wenigstens verringert.
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Der erfindungsgemdBe Injektor aus Silizium ist nicht nur ein
gerades Rohr, sondern es kann auch ein gebogenes oder

abgewinkeltes Rohr sein.

Um dem erfindungsgeméfen Injektor aus Silizium eine fiir seinen
Einsatz in Ofen zum Behandeln von Wafern mit Behandlungsgas,
auch bei erhdhten Temperaturen, hinreichende mechanische
Stabilitat zu geben, ist das Profil des Injektors in einer

Ausfihrungsform anders als kreisrund.

Beispielsweise kann das Profil des Injektors, insbesondere im
Querschnitt, rechteckig, l&nglich oval, dreieckig oder

sternfdérmig ausgebildet sein.

Die erfindungsgemédle Ausbildung des Injektors mit seinem
unrunden, also nicht kreisrunden Profil, erlaubt es auch, in dem
Injektor mehr als einen Hohlraum (Kanal) fiir das Zufiihren von
Behandlungsgas vorzusehen. Zwei Kan&dle haben den Vorteil, dass
alternativ unterschiedliche Behandlungsgase zugefiihrt werden
kénnen. Wenn einer der Kandle verlegt ist, kann der andere Kanal
fiir das Zufihren von Behandlungsgas in den Ofen zum Behandeln

von Wafern, die in Boote eingesetzt sind, eingesetzt werden.

Mit dem Begriff “Profil” wird im Vorliegenden die &uRere Form

des erfindungsgemdl als Injektor verwendeten Rohres verstanden.

Der im Vorliegenden verwendete Begriff “unrund” umfasst alle

Profile, die im Querschnitt nicht kreisrund sind.
Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus
der nachstehenden Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele

anhand der Zeichnungen. Es zeigen:

Fig. 1 bis 7 1im Querschnitt unterschiedliche Profile von als

Injektor dienenden Rohren aus Silizium.
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Der erfindungsgemédfe Injektor 1, der aus Silizium gefertigt ist,
ist als Rohr ausgebildet, das gerade, gebogen oder gewinkelt

(z.B. um 85 - 95°) sein kann.

Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausfilhrungsform eines Injektors 1
aus Silizium hat das Rohr 2 ein im Wesentlichen rechteckiges
Profil mit konvex gekrimmten Schmalfldchen 3. In dem Rohr 2 ist

ein Kanal 4 mit kreisrundem Querschnitt vorgesehen.

Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausfilhrungsform ist das Profil des

Rohres 2, das den Injektor 1 bildet, rechteckig.

In Fig. 3 ist eine Ausfihrungsform eines als Injektor 1
dienenden Rohres 2 gezeigt, in dem zwei Kandle 4 vorgesehen
sind. Das Profil des Rohres 2 ist l&nglich, wobei die
Schmalfldchen 3 des Rohres, die konvex gekrimmt sind, tber

Abrundungen 5 in die Seitenfldchen 6 des Rohres libergehen.

Fig. 4 zeigt ein Rohr 2, das als Injektor 1 eingesetzt werden
kann, dessen Profil dem in Fig. 3 gezeigte Profil &hnlich ist,
wobei im Rohr 2 ein im Querschnitt langlich ausgebildeter Kanal

4 vorgesehen ist.

Fig. 5 zeigt eine Abwandlung der in Fig. 2 gezeigten
Ausfihrungsform eines Rohres 2, das als Injektor 1 eingesetzt
werden kann, bei dem im Bereich des Kanals 4 in den
Seitenfldchen 6 des Rohres Ausbauchungen 7 vorgesehen sind. Das
in Fig. 5 gezeigte Profil des Rohres 2 kann auch als das eines

kreisrunden Rohres mit zweil Rippen verstanden werden.

Fig. 6 zeigt eine Ausfihrungsform eines Rohres 2, das als
Injektor 1 eingesetzt werden kann, bei der das Profil des Rohres
2 ein gleichseitiges Dreieck ist. Alternativ zu einem
gleichseitigen Dreieck kann das Profil des Rohres 2 éin

gleichschenkeliges oder ein beliebiges Dreieck sein.
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Fig. 7 zeigt eine Ausfihrungsform eines Rohres 2, das als
Injektor 1 eingesetzt werden kann, wobei das Rohr 2 einen
Grundkdrper mit kreisrundem Querschnitt umfasst, dessen
AuBenfldche konzentrisch zum Kanal 4 in dem Rohr 2 ausgebildet
ist. Im gezeigten Ausfihrungsbeisspiel stehen vom kreisrunden
Grundkdrper nach auBen Versteifungsrippen 8 ab, sodass ein
sternférmiges Profil vorliegt. Die Zahl der Versteifungsrippen 8
muss nicht vier betragen, sondern kann auch zwei (vgl. Fig. 5)

oder drei oder mehr als vier sein.

Beim Verwenden eines erfindungsgemdBlen Injektors 1 aus Silizium
bei Prozessen, bei welchen Behandlungsgas in eine Prozesskammer
eingeleitet wird, insbesondere bei der Halbleitertechnik im Zuge
des Herstellens von Chips enthaltenden Wafern, ergibt sich -

anders als bei bekannten, aus Quarzglas bestehenden Injektoren -

nicht mehr das Problem des Entstehens von Partikeln (flakings).

Insbesondere hat sich auch als vorteilhaft herausgestellt, dass
beim Verwenden von erfindungsgemdBen Injektoren 1 weniger

Verunreinigungen und Partikelbildungen auftreten.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemdfen Injektors 1 ist
dessen verlangerte Einsatzdauer und zusdtzlich, dass der

Behandlungsprozess sauberer wird.

Durch die &duBere Form des Profils des als Injektor 1 verwendeten
Rohres 2, die nicht kreisrund ist, wird die Stabilit&t des

Injektors 1 erhoht.

Wie bereits erwdhnt und beispielsweise in Fig. 3 gezeigt, kdénnen
bei Bedarf in dem als Injektor 1 verwendeten Rohr 2 mehrere,
beispielsweise zwei, drei oder mehr als drei Kandle 4 fir das

Zufihren von Behandlungsgas vorgesehen sein.

Obwohl in den Zeichnungen nicht gezeigt, sind in den

erfindungsgemdl als Injektoren 1 eingesetzten Rohren 2 die auch
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flir Injektoren aus Quarzglas Ublichen Austrittsdffnungen fiir das

Behandlungsgas (Prozessgas) vorgesehen.

Zusammenfassend kann ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung wie

folgt beschrieben werden:

Vorgeschlagen wird ein Injektor 1, der aus Silizium gefertigt
ist und der bei Prozessen, insbesondere Prozessen in der
Halbleitertechnik, das Einleiten von Behandlungsgas in
Prozesskammern erlaubt. Der Injektor 1 ist als Rohr 2
ausgebildet, in dem Austrittséffnungen fiir das in die
Prozesskammer einzubringende Behandlungsgas vorgesehen sind. In
dem Rohr 2, das als Injektor 1 dient, ist wenigstens ein
Gasstrdmkanal 4 vorgesehen. Das Profil des als Injektor 1
dienenden Rohres ist unrund, weicht also von einem kreisfdrmigen
Profil ab, wobei l&ngliche, dreieckige oder sternfdrmige

Profilformen in Betracht gezogen sind.
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Patentanspriiche:

Injektor (1) fur das Zufihren von Behandlungsgas in eine
Prozesskammer, umfassend ein Rohr (2), in dem
Austrittsdffnungen fir das Behandlungsgas vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass das als Injektor (1) dienende

Rohr (2) aus Silizium besteht.

Injektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem Rohr (2) wenigstens ein Gasstroémkanal (4) vorgesehen

ist.

Injektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass im
Rohr (2) zwel Gasstrodmkandle (4), die zueinander parallel

verlaufend angeordnet sind, vorgesehen sind.

Injektor nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Profil des als Injektor (1)

dienenden Rohres (2) unrund ist.

Injektor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Profil des als Injektor (1) dienenden Rohres (2) rechteckig

ist.

Injektor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die

Schmalseiten (3) des Rohres (2) konvex gekrimmt sind.

Injektor nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schmalseiten (3) des Rohres (2) iber Krummungen

(5) in die Seitenfldchen (6) des Rohres (2) iUbergehen.

Injektor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das als Injektor (1) dienende Rohr (2)
einen Grundkdérper aufweist, der ein konzentrisch zum Kanal
(4) im Rohr (2) gekrimmtes Profil aufweist, und dass vom

Rundkérper wenigstens zwei Rippen (8) abstehen.
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Injektor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rippen (8) einander diametral gegentiberliegend vorgesehen

sind.

Injektor nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet,

dass genau zwel Rippen (8) vorgesehen sind.

Injektor nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet,
dass drei, vier oder mehr als vier Rippen (8) vorgesehen

sind.

Injektor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das als Injektor (1) dienende Rchr (2)

eine dreieckfdrmiges Profil aufweist.
Injektor nach einem der Anspriiche 2 bis 12, dadurch

gekennzeichnet, dass der Gasstromkanal (4) eine l&ngliche

Querschnittsform aufweist.
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Patentanspriche:

Injektor (1) fir das Zufihren von Behandlungsgas in eine
Prozesskammer, umfassend ein Rohr (2), in dem
Austrittsdffnungen fir das Behandlungsgas vorgesehen sind,
wobei das als Injektor (1) dienende Rohr (2) aus Silizium
besteht, und das Profil des als Injektor (1) dienenden
Rohres (2) unrund ist, indem es von einem kreisférmigen
Profil abweicht, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (2)

einteilig ausgebildet ist.

Injektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem Rohr (2) wenigstens ein Gasstrodmkanal (4) vorgesehen

ist.

Injektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass im
Rohr (2) zwel Gasstromkandle (4), die zueinander parallel

verlaufend angeordnet sind, vorgesehen sind.

Injektor nach einem der Ansprliche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Profil des als Injektor (1)

dienenden Rohres (2) rechteckig ist.

Injektor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die

Schmalseiten (3) des Rohres (2) konvex gekrimmt sind.

Injektor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schmalseiten (3) des Rohres (2) iber Krimmungen

(5) in die Seitenfldchen (6) des Rohres (2) Ubergehen.

Injektor nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das als Injektor (1) dienende Rohr (2)
einen Grundkdrper aufweist, der ein konzentrisch zum Kanal
(4) im Rohr (2) gekrimmtes Profil aufweist, und dass wvom

Rundkdrper wenigstens zwei Rippen (8) abstehen.
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Injektor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rippen (8) einander diametral gegenliberliegend vorgesehen

sind.

Injektor nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,

dass genau zwel Rippen (8) vorgesehen sind.

Injektor nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass drei, vier oder mehr als vier Rippen (8) vorgesehen

sind.

Injektor nach einem der Anspriliche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das als Injektor (1) dienende Rohr (2)

ein dreieckférmiges Profil aufweist.
Injektor nach einem der Anspriiche 2 bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dass der Gasstroémkanal (4) eine l&dngliche

Querschnittsform aufweist.
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